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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成27年7月16日(2015.7.16)

【公開番号】特開2013-6837(P2013-6837A)
【公開日】平成25年1月10日(2013.1.10)
【年通号数】公開・登録公報2013-002
【出願番号】特願2012-140282(P2012-140282)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ   5/27     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  15/08     (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ    5/27     　　　　
   Ｃ０７Ｃ   15/08     　　　　
   Ｃ０７Ｂ   61/00     ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月28日(2015.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一部が酸型である構造型ＥＵＯを有する少なくとも１種のゼオライトと、元
素周期律分類の第VIII族からの少なくとも１種の金属と、少なくとも１種のバインダとを
含む触媒の存在下での、分子当たり８個の炭素原子を含有する芳香族化合物および少なく
ともエチルベンゼンを含む供給原料の異性化型異性化方法であって、
ａ）該触媒を還元する工程と、
ｂ）前記触媒を前記供給原料と接触させることにより触媒を活性にする工程であって、そ
の際の温度は４５０～６００℃（両限界値を含む）であり、水素分圧は２～４５バール（
両限界値を含む）、全圧は５～５０バール（両限界値を含む）であり、空間速度は０．２
５～３０ｈ－１（両限界値を含む）である、工程と、
ｃ）５０～８０００ｐｐｍの範囲の量で前記供給原料に水を導入する工程と
ｄ）工程ｃ）からの水含有供給原料を工程ｂ）において活性にされた触媒と異性化条件下
に接触させる工程と
を含む、方法。
【請求項２】
　酸型の触媒の原子比Ｃ／Ｔは、０．５未満である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　工程ａ）における触媒の還元の後に、硫化工程が行われる、請求項１または２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記構造型ＥＵＯを有するゼオライトは、ＥＵ－１ゼオライトである、請求項１～３の
いずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
　前記構造型ＥＵＯを有するゼオライトは、ＺＳＭ－５０ゼオライトである、請求項１～
３のいずれか１つに記載の方法。
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【請求項６】
　前記構造型ＥＵＯを有するゼオライトは、ＴＰＺ－３ゼオライトである、請求項１～３
のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　前記触媒は、さらに、元素周期律分類の第IIIA族および第IVA族からの金属から選択さ
れる少なくとも１種の金属を含む、請求項１～６のいずれか１つに記載の方法。
【請求項８】
　活性化工程ｂ）の終わりに、触媒上のコークス量は、全触媒質量に対して０．５～４重
量％である、請求項１～７のいずれか１つに記載の方法。
【請求項９】
　コークス量は、全触媒質量に対して０．８～３重量％である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　工程ｄ）における異性化条件は、温度４００℃以下、水素分圧２０バール以下、全圧３
０バール以下および空間速度３０ｈ－１以下である、請求項１～９のいずれか１つに記載
の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明は、少なくとも一部において酸型である構造型ＥＵＯを有する少なくとも１種の
ゼオライトと、元素周期律分類の第VIII族からの少なくとも１種の金属と、少なくとも１
種のバインダとを含む触媒の存在下での、分子当たり８個の炭素原子を含有する芳香族化
合物および少なくともエチルベンゼンを含む供給原料の異性化型異性化方法であって、
ａ）　該触媒を還元する工程と、
ｂ）　前記触媒を前記供給原料の存在中に投入することによって触媒を活性にする工程と
、
ｃ）　５０～８０００ｐｐｍの量で水を前記供給原料に導入する工程と、
ｄ）　工程ｃ）からの水を含有する供給原料を、工程ｂ）において活性にされた触媒と、
異性化条件下に接触させる工程と
を含む、方法に関する。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
・水素分圧（partial pressure of hydrogen：ｐｐＨ２）：２～４５バール（両限界値を
含む）（１バール＝０．１ＭＰａ）、好ましくは１０～４５バール（両限界値を含む）、
より好ましくは１０～４０バール（両限界値を含む）
・全圧：５～５０バール（両限界値を含む）、好ましくは１０～４５バール（両限界値を
含む）
・空間速度（毎時の触媒の重量（ｋｇ）当たりの、導入される供給原料の重量（ｋｇ）で
表される）（ＷＨＳＶ）：０．２５～３０ｈ?１（両限界値を含む）、好ましくは１～１
０ｈ?１（両限界値を含む）、より好ましくは２～６ｈ?１（両限界値を含む）。
 
【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　触媒の調製は、有利には、焼成処理によって完了する。焼成は、通常２５０～６００℃
（両限界値を含む）の温度で、約０．５～１０時間の期間にわたって行われる。好ましく
は、焼成処理に先行して、乾燥処理、例えば、オーブン乾燥処理が、周囲温度から２５０
℃までの範囲、好ましくは４０～２００℃（両限界値を含む）の温度で行われる。前記乾
燥工程は、好ましくは、前記焼成処理を行うのに必要な昇温の間に行われる。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　得られた触媒は、水素型（Ｈ）のＥＵ－１ゼオライト１０．０重量％と、アルミナ８９
．７重量％と、白金０．３重量％とを含有していた。酸素化学吸着によって測定される白
金の分散率は９０％であった。
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